
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
24

5 
38

5
A

3
*EP001245385A3*
(11) EP 1 245 385 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
20.11.2002 Patentblatt 2002/47

(43) Veröffentlichungstag A2:
02.10.2002 Patentblatt 2002/40

(21) Anmeldenummer: 02405245.8

(22) Anmeldetag: 27.03.2002

(51) Int Cl.7: B41C 1/10, B41N 3/00,
B41F 35/02

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 29.03.2001 DE 10115435

(71) Anmelder: Maschinenfabrik Wifag
3001 Bern (CH)

(72) Erfinder:
• Riepenhoff, Matthias

3015 Bern (CH)
• Stehlin, Olivier

2740 Moutier (CH)

(54) Nassoffset-Druckform mit fotothermisch veränderbarem Material, Verfahren und
Vorrichtung zur Erzeugung und/oder Löschung eines Druckbildes einer
Nassoffset-Druckform

(57) Die Erfindung betrifft eine Nassoffset-Druck-
form mit einer Oberschicht (24), die ein fotokatalytisch
und thermisch veränderbares Material enthält, das
durch Bestrahlung mit Licht fotokatalytisch in einen hy-
drophilen und durch Erwärmung in einen lipophilen Zu-
stand versetzbar ist. Der hydrophile Zustand bildet eine
bebilderbare und der lipophilen Zustand bildet eine be-

bilderte Oberfläche (130, 131). Die Oberschicht (24) der
Nassoffset-Druckform kann Absorptionszentren (24b)
für eine Strahlung aufweisen, insbesondere für Laser-
strahlung im NIR, mit der eine bildgemäße Erwärmung
der Oberschicht (24) bewirkt wird.
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